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Aparat reakcyjny dla gazu i cieczy, w szczególności do wytwarzania
kwasu siarkowego zapomocą kwasu^azotowego lub tlenków azotu.
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Wszystkie dotychczasowe aparaty, słu¬
żące do otrzymywania kwasu siarkowego
przy pomocy kwasu azotowego luib tlenków
azotu w komorach, Wieżach,, skrzyniach Mb
naczyniach najrozmaitszego kształtu, po¬
siadają mimo wielkich różnic jedną wspól¬
ną cechę: zmierzają one do jak najdokład¬
niejszego wymieszania się gazów z fazą cie¬
kłą, by w ten isposób uzyskać możliwie wiel¬
ką szybkość reakcji chemicznej. Tę samą
cechę posiadać również muszą aparaty,
służące do wykony|wainiia wszelkich proce¬
sów chemlicznyioh lulb fizyko - chemicznych,
w których odbywa się Wzajemne: oddziały¬
wanie gazu i cieczy.

Podczas gdy najstarsze z tych aparatów
(właściwe systemy komorowe) budowadio w
postaci ogromnych komór w połączeniu z

wieżami, wypełnionemi materjałem kwaso-
trwałym, celem możliwie dokładnego ze¬
tknięcia się gazów z cieczą, newsze wyna¬
lazki usiłują rozwiązać ten sam problem
bez użycia komór zapomocą tylko kilku
wież (systemy wieżowe), wypełnionych ma-
terjałeoi kwasotrwałym, według innych
wreiszcie systemów stosują się do tego celu
skrzynie, niewypełnione żadnym materia¬
łem], w których pray p|otmocy wallcólw, obra¬
cających się ze znaczną szybkością, lub t.
p. urządzeń mechanicznych ruchomych* pró¬
buje się uzytskać dokładne wymieszanie się
gazu i cieczy.

Niniejszy wynalazek rozwiązuje ten sam
problemat reakcji gazu i cieczy, a zatem
również sposób wytwarzania kwasu siarko¬
wego zapomocą kwasu azotowego lub tlen-



ków &iotu w afrardtfccii próżnych w sposób
całkbwity i doitychic^as niestosowany, kła¬
dąc nacisk na możliwie doskonałe wymie¬
szanie się gazu i cieczy.

Stosując wyłącznie próżne przestrzenie,
tunika się istosiowania jalkichikolwiek urząr
dzeń poruszających się; uzyskuje natomiast
dokładne wymieszanie się gazu i cieczy w
danej części aparatu przy pomocy jednego
lub więcej rozpylaczy odpowiedniej, znanej
konstrukcji których zadaniem jest możliwie
drobne aż do postaci rngły rozpylanie do¬
pływającej do nich cieczy. Rozpylacze te

ł. łi umieszczone są nierućhonjo poniżej otwo-
* rów, wyciętych w rurach gazowych, biegną¬
cych w dojnych czięśbiach aparatu, a to w ten
sposób, aby rozpylona ciecz zetknęła się u
wylotu fury gazowej na całej powierzchni
otworu z gazem, wychodzącym przez otwór
do próżnego oddziału aparatu, pirżyczem
przekrój rury jest talk dobrany, aby ^azi roz¬
dzielał się równomienni.e na wszystkie otwo¬
ry tejże rury,

Energję potrzebną do rozpylania cieczy
pobiera się przeważnie z pary wodnej, do¬
prowadzanej przewodem do rozpylacza, a
służącej zarazem ewentualnie do zasilania
gazów konieczną dla procesu chemicznego
Wiodą; w tydi zaś procesach względnie w
tych częściach aparatu, których zasilenie w
parę wodną mogłoby zaszkodzić procesowi
cfaemiezneraiti, stosować miożnJa ziamiialst pa¬
ry sprężone powietrze lub też ciśnienie sa-
ftiej cieczy, wytworzone przez pompę. Moż¬
na też używać do rozpylenia mieszaniny
pary wbdnej i powietrza. Można telż tam,
gdzie warunki temu sprzyjają, użyć do te¬
go celu samych gazów o odpowiedniem ci¬
śnieniu albo gazów, zmieszanych z parą
wodną lub powietrzem; można wreszcie w
prooeisach, w których ciecz posiada sprzy¬
jające temu właściwości fizyko - chemicz¬
ne, użyć do rozpylania pary tej cieczy, uzy¬
skanej1 przez podgrzanie cieczy.

Jak z powyższego wynika, w tego ro¬
dzaju urządzeniu wszystkie składniki da¬

nego procesu chemicznego tworzą jednoli¬
tą mieszaninę już u wylotu rury gazowej,
przycz&in wykorzystuje się także rozpręże¬
nie gazów samych, które wychodząc z wą¬
skiego stosunkowo otworu rury gazowej do
wielkiej próżnej przestrzeni porywają drob¬
niutkie kropelki! cieczy. Jest zatem w tern
urządzeniu nietylko doskonałe wykorzysta¬
nie przestrzeni samej, ale uzyskuje się
przytem jednolity skład mieszaniny, a za¬
tem równocześnie łatwą możtoość kontrolo¬
wania procesu chemicznego i wpływania na
jeigo przebieg przy pomocy regulowania do¬
pływu składników gazowych i ciekłych.

Wyżej opisane1 urządzenie ma w dalszej
swojej konsekwencji jeszcze jedno znacze¬
nie dzięki temu, że poszczególne oddziały
aparatu są próżne i nie posiadają żadnych
urządzeń wewnętrznych, niema potrzeby
budowania tychże części oddzielnie, jak np.
wież, skrzyń lub t. p. Cały aparat może być
właściwie jedną komorą jakiegokolwiek
kształtu, przedzieloną celowo zapomocą
cienkich ścianek na równe lub nierówne od¬
działy zależnie od potrzeby procesu che¬
micznego. A ponieważ ciecz zasilająca te
oddziały dopływa zawlsze do rozpylaczy, u-
mieszczcnych w dolnych czięściach aparatu,
wystarczy więc nanieście dna poszczegól¬
nych oddziałów tarasowo, to zboczy w &dr
powiedniem wzniesieniu jedno względem
drugiego, aby w ten sposób uzyskać dopływ
cieczy z oddziałów wyższych do niższych
bez pomocy pomp lub t. p. urządzeń me¬
chanicznych. Można przytem gazy przepu¬
szczać albo z oddziału najniżej [położonego
do najwyższego, jak to ma miejsce nip. w
procesie fabrykacji kwasu siatkowego, ale
można też w razie, gdy proces chemiczny
tego wymaga, przepuszczać gazy w kierun¬
ku odwrotnym, rtó zńabzy ż oddiiału najwy¬
żej położonego do najniższego.

Aparat będący przedmiotem wynalazku,
przedstawiony jest schematyczinie na załą¬
czonym rysunku. Fig. 1 przedstawia widok
podłużny aparatu, fig. 2 — pnzekrój po-
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przeczny, zaś fig. 3 —■ przekrój podłużny.
Składa się on z oddziałów 1, 2, 3, 4 i t. d,
oddzielonych od siebie ściankami /, II, UL
i t. d. Dna tych oddziałów wzniesione są
względem siebie o tyle aby ciecz, wytwa¬
rzana w danym oddziale, mogła samoczyn¬
nie dopłynąć do sąsiedniego oddziału. Przez
otwór 14 w ścianie oddziału 1 wchodzi rura
gazowa 5, przebiegająca wpoprzek dna te¬
go oddziału i zamknięta na końcu, jak to
widoczne z pnzekmju poprzecznego na fig.
2; przekrój tej rury gazowej zwęża ,się, w
miarę oddalania się od otworu 14. W rurze
tej wycięte są dla przykładu trzy otwory
6, 7, 8, poniżej których umieszczone są rozr
pylacze w tej samej ilości a więc dla przy¬
kładu 9, 10, 11, rozpylające ciecz, uzyska¬
ną w oddziale wyżej położonym, a dopro¬
wadzoną przewodem 12, jak to uwidocznio¬
no na fig. 3. Tam, gdzie do rozpylenia uży¬
wa się pary wodnej, względnie powietrza
lub też innego gazu lub pary, posiada roz¬
pylacz jeszcze drugi przewód 13, służący
do doprowadzania tychże. Rurą gazową 5,
umieszczoną w nakrywie oddziału 1, odplły-
wa gaz i wchodzi zinowu przez otwór 14 do
oddziału 2 w isposób identyczny, jak w od¬
dziale /, potem do oddziałów 3, 4 i i d.,
poCzem po skończonym procesie opuszcza
aparat. W większości procesów gaz przepły¬
wa zatem z oddziału najniżej położonego,
a zatem w kierunku strzałki na fig. 1, istnie¬
ją jednakże procesy, w których celowem
jeist przepuszczać gaz w kierunku odwrot¬
nym.

Zastrzeżenia patentowe.
1. Aparat reakcyjny dla gazu i cieczy,

w szczególności do wytwarzania kwasu
siatkowego zapomocą kwasu azotawego lub
tlenków azotu w naczyniach próżnych do¬
wolnego kształtu, znamienny tern, że poni¬
żej otworów (6, 7, 8 i t. dl.), wyciętych w
rurach gazowych,, przebiegających wpo¬
przek dna poszczególnych oddziałów, apa¬
ratu, umieszczone są nieruchomo rozpyla¬

cze (9, 10, 11 i t d.) odpowiedniej formy,
zasilane w cieczi w ten sposób, aby rozpylo¬
na ciecz zetknęła się w otworach (6, 7, 8
i t. d.) na całym przekroju tychże z gazem,
wchodzącym do tego oddziału.

2. Aparat reakcyjny dla gazu i cieczy,
w szczególności do wytwarzania kwasu siar¬
kowego zapomocą kwasu azotowego lub
tlenków azotu według zastrz. 1, znamienny
tern, ze do rozpylenia cieczy używa się w
poszczególnych oddziałach aparatu zależ¬
nie od przebiegu procesu chemicznego, albo
pary wodnej albo sprężonego powietrza,
lub mieszaniny tychże, albo gazu samego
pod ciśnieniem, lub też gazu zmieszanego z
parą wodną, hiib z powietrzem, wrleszcie
rozpylenie to nastąpić może zapomocą ci¬
śnienia cieczy samej względnie przy pomo¬
cy pary, uzyskanej przez podgrzanie cie¬
czy.

3. Aparat reakcyjny dla gazu i cieczy,
w szczególności do wytwarzania kwasu siar¬
kowego zapomocą kwasu azotowego lub
tlenków azotu według zas-trz. 112, znamien¬
ny tern, że oddziały aparatu nie są zbudo¬
wane oddzielnie, lecz) tworzą właściwie jed¬
ną komorę jakiegokolwiidk kształtu, prze¬
dzieloną ściankami fi, II, III i t. diJ na rów¬
ne lub nierówne oddziały flt 2, 3, 4 i t. d,).

4. Aparat reakcyjny dla gazu! i cieczy,
w szczególności do wytwarzania kwasu
siarkowego zapomocą kwasu azotowego lub
tlenków azotu według zastrz. 1, 2 i 3, zna¬
mienny tem, że dna poszczególnych oddzia¬
łów umieszczone są tarasowo, tak że ciecz,
wytworzona w danym oddziale spływa pod
własnem ciśnieniem z oddziału wyżeji po¬
łożonego do rozpylaczy w oddziałach niżej
położonych, przyczem gaz przepływać mo¬
że albo w kierunku od najniżej połażonego
oddziału do najwyższego albo w kierunku
odwrotnym.

J a k ó b F i s c h 1 e r.
Zastępca: M. Goldwasser,

adwokat.
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Druk L. BogutUwikiego, Warszawa.
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